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(57) Abstract: The invention relates to a chemical etching solution for chemically
etching a titanium-based material, the solution comprising: - from 26 wt% to 39 wt
% hydrogen peroxide; - from 1 wt% to 6 wt% tribasic potassium phosphate (K3POq);
- from 0.015 wt% to 0.2 wt% of a compound chosen from among diethylenetriamine
penta(methylene phosphonic acid) (DTPMP), aminotris(methylenephosphonic acid)
(ATMP) and mixtures thereof; - water, wherein the weight percentages are expressed
relative to the weight of the chemical etching solution, the solution having a pH of 6.5
to 8.6. The invention also relates to a method for chemically etching a layer of a titani-
um-based material on a microelectronic device by means of the etching solution and to
a method for preparing the etching solution.

(57) Abrégé : L'invention concerne une solution de gravure chimique d'un matériau a
base de titane comprenant : - de 26 % en poids 4 39 % en poids de peroxyde d'hydro-
gene, - de 1% en poids a 6 % en poids de phosphate tribasique de potassium (K3POy),
- de 0,015 % en poids a 0,2 % en poids d'un composé choisi parmi l'acide diéthylene-
triamine-pentaméthylénephosphonique (DTPMP), l'acide aminotrimethylénephospho-
nique (ATMP) et leurs mélanges - de I'eau, les pourcentages en poids étant exprimés par
rapport au poids de la solution de gravure chimique, ladite solution ayant un pH de 6,5
2 8,6. L'invention concerne également une méthode de gravure chimique d'une couche
d'un matériau a base de titane sur un dispositif microélectronique au moyen de ladite
solution de gravure ainsi qu'une méthode de préparation de ladite solution de gravure.



